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EUVL実用化に向けた高輝度 EUV光源の開発が加速している[1]。しかしながらその高輝度

化は、EUV多層膜反射鏡の著しい損傷を起こし、その結果生じる反射率低下は、生産の不安定性、

メンテナンスの高頻度化、それに伴う生産コスト増等の問題を生じさせることが指摘されている

[2]。高輝度 EUV光照射による多層膜の損傷実験については幾つかの先進的な実験があるのみで

あり、さらに多くの知見が要求されており、多層膜反射鏡の信頼性評価と長ライフタイム化が急

務となっている。 

我々は SACLA BL1において EUV多層膜へのフェムト秒極端紫外レーザー光照射実験を実施

している。本 BLでは、波長 13.5nm、パルス幅 200～300fs、試料面での集光サイズ約 10µm角、

照射フルエンスは最大 100J/cm2の EUV光を発生させることができる[3]。照射実験に供した

多層膜は、標準的に波長 13.5nmに用いられるMo/Siや我々が高耐久性 EUV多層膜として提

案している Nb/Si多層膜[4]、Capping layerに工夫をしたMo/Si多層膜、等である。生じた損

傷は、SEM、AFM等で形状を評価し、さらには反射光の強度分布を CCDで撮像することに

よって多層膜劣化の様子を捉えることを試みている。本発表ではこれらの成果について報告

する。本研究は SACLA実験課題 2016B8006及び 2017A8026において実施された。 
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